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Kostengiinstige Nanostrukturen in 3D

ines der Hauptprobleme in der Nanotechnologie ist das
Fehlen kostengiinstiger Methoden fiir die Massenfertigung von
Nanostrukturen, die auch fiir KMU leistbar sind. Im Rahmen
des EU-Projekts ,,3DNanoprint“ wurden deshalb die Prozess-
abldufe rund um eine erprobte Technologie so optimiert, dass
damit dreidimensionale Strukturen rasch und giinstig herge-
stellt werden kénnen.

Nanoimprintlithographie (NIL) ist eine neue
Technologie, die die grofiflachige Herstellung von
2D Nanostrukturen erlaubt. Fiir viele Anwendungen
wadre es aber wiinschenswert, auch dreidimensio-
nale Strukturen herstellen zu konnen. Ziel des
Projektes ist daher die Entwicklung eines um das
Nanoimprinten herum optimierten Prozessablaufs,
der die Herstellung dreidimensionaler Nanostruk-
turen erlaubt.

Im Rahmen des Projektes werden Methoden ent-
wickelt, mit denen durch Hintereinanderausfiihren
mehrerer Nanoimprinting-Prozesse Nanostruk-
turen in 3D erzeugt werden kdnnen. Ziel ist es, die
einzelnen dafiir notwendigen Schritte soweit zu
optimieren, dass die Herstellung eines dreidimen-
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sionalen photonischen Kristalls méglich ist. Es
missen also das Nanoimprinten selbst, das dazu
notwendige Polymersystem, das reaktive lonen-
dtzen und das Ausrichten unterschiedlicher
Ebenen zueinander im NIL-Prozess aufeinander
abgestimmt und weiterentwickelt werden. Der 3D
photonische Kristall stellt ein besondere Heraus-
forderung und die Klammer fiir die einzelnen
Prozessschritte dar.

Mogliche Anwendungen von mittels NIL hergestell-
ten photonischen und mikro/nano-optischen
Komponenten kdnnen vom Einsatz in Digital-
kameras, LED-Beleuchtung bis zur optischen
Kommunikationstechnologie reichen.

Die europdischen Partnerlnnen bringen viel-
faltigstes Wissen in das Projekt ein - von der

MaRnahmen der FFG im Bereich Europ&ische und Intemationale Programme werden von der Republik Osterreich und der Wirtschaftskammer Osterreich finanziert.



- SuccessStory

»Die Zusammenarbeit mit dsterreichischen und internationalen
Forschungspartnerinnen sowie die Kontakte zu Firmen in ganz
Europa erlauben uns, unsere Nanoimprinter gezielt und mit
raschem Feedback weiterzuentwickeln, was fiir uns von grof3er
Wichtigkeit ist.*
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Thomas Glinsner,
EV Group E. Thallner GmbH
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»Die Flexibilitdit der KMU erlaubt eine schnelle und optimale
Umsetzung von Ergebnissen. Eine wesentliche Aufgabe von
Profactor ist es, KMU den Zugang zu Forschungsergebnissen zu
ermdglichen. Die Kooperation im Rahmen eines CRAFT-Projektes
ist dazu sehr gut geeignet. “
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Michael Miihlberger
Profactor Produktionsforschungs GmbH
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Entwicklung des Resists iiber die Atzverfahren
und die Herstellung der Stempel bis hin zu den
Anforderungen des End-Users mit Massenfabrika-
tionsmoglichkeit - das in einem rein nationalen
Projekt in diesem Umfang nie zuganglich ware.
Es werden ein hochgenaues Alignmentverfahren
fiir den UV-NIL Prozess, ein vollstandig neues
Resistsystem fiir die UV-basierende Nanoimprint-
lithographie, darauf abgestimmte Atzprozeduren,
die auf besondere Flankengladtte optimiert sind,
und eine modifizierte Nanoimprintanlage ent-
wickelt. Weiters wird auch die Herstellung von
mikro /nanooptischen Elementen optimiert und
ein laser-basierter neuartiger NIL Prozess
getestet. Zusatzlich ergeben sich durch die
europaweite Kooperation neue Forschungs- und
Geschéftsperspektiven.
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Projektpartner

Organisation Land Hauptaufgabe im Projekt

Profactor Produktionsforschungs Osterreich Projektkoordinator, Alignement

GmbH

EV Group E. Thallner GmbH Osterreich Herstellung von Nano-Imprint-
Equipment , Weiterentwicklung

Johannes Kepler University Linz/CD Osterreich Zusammenfiihrung der

Labor fiir Oberflachenoptik

Entwicklungsprozesse

Micro resist technology GmbH

Deutschland

Entwicklung des Resists

Sentech Instruments GmbH

Deutschland

Herstellung von Atz-Equipment

Heptagon Oy Finnland Enduser, Know-how fiir
Massenfabrikation und Enduser
(Imprinten und Resist)

Brown&Sharpe-Precizika Litauen Spezifikationen fiir
Entwicklungsprozess

Institute of Physical Electronics of Litauen Produktionsprozesse fiir die

Kaunas University of Technology

Produkte von BS basierend auf
Nanoimprinting

Friedrich Schiller University Jena

Deutschland

Atz-Prozesse



